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Beschreibung: t 98003 P 

Optische Anordnung und Proi ektionsbelichtungsanlage der 
Mikrolithograohie mit passiver thermischer Kompensation 

Die Erf indung betrif f t eine optische Anordnung mit einer . 
Lichtquelle- und einem optischen Element, insbesondere eine 
Pro j ektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie , bei der - 
eine nicht rotationssymmetrische thermische Beeinf lussung durch 
die Strahlung der Lichtquelle erf olgt . 

Diese Situation hat eine besondere Bedeutung bei Waf er-Scannern 
mit einem schlitzf ormigen Bildfeld - entweder ein schmales 
Rechte.ck mit Verhaltnis Breite zu Lange z.B. von typisch 1:5 
bis zu 1:9, oder insbesondere bei Spiegelsystemen auch 
kreisbogenf ormig . 

Eine aktive Kompensation dadurch verursachter Abbildungsf ehler 
ist aus EP-A 0 678 768'bekannt durch geregeltes oder 
gesteuertes' nicht rotationssymmetrisches Heizen oder Kiihlen 
oder andeutungsweise auch durch mechanisches Spannen. 

Schon fruher ist derartiges in der EP-B1 0 532. 236 beschrieben, 
vorzugsweise als Heizung fur Spiegel . 

Aufgabe der Erf indung ist es, die durch Lichtabsorption und 
daraus folgende Erwarmung verursachte Veranderung der 
Eigenschaf ten optischer Elemente mit moglichst einfachen' 
Mitteln deutlich zu reduzieren bzw. zu symm'etrisieren,. 
besonders bei Pro j ektionsbelichtungsanlagen . , 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine optische Anordnung nach 
den Anspriichen 1, 2 oder 19 oder durch eine Projektions- 
be'lichtungsanlage nach den Anspriichen 3, 4 oder 20. 

Auf aktive, gesteuerte oder geregelte Eingriffe an den 
optischen Elementen wird verzichtet. Durch die Vermeidung 



aktiver Elemente und besonders einer Heizung wird der gesamte 
Energieeintrag in die Anordnung reduziert. 

Andererseits geht die Erf indung mit der asymmetrischen Kiihlung 
von bewahrten, und besonders bei Pro j ektionsbelichtungsanlagen 
bisher auf die Spitze getriebenen, Bauprinzipien der Fassungen 
mit hoher Symmetrie ab. 

Die Anspriiche 2 und 4 sehen dabei . eine Kiihlung durch Teile ohne 
Fassungsfunktion vor, so daS die eigentliche Fassung wieder 
symmetrisch bleiben kann. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
Unteranspriiche 5 bis 18 . 

Naher erlautert wird die Erfindung anhand der Zeichnungen. 

Figur 1 zeigt schematisch eine Linse mit schlitzf ormiger 

Ausleuchtung und Laschenverbindungen der Fassung aus 
verschiedenen. Materialien; 

Figur 2 zeigt schematisch eine Linse mit dipolartiger 

Ausleuchtung und Verbindungen zur Fassung mit unter- 
schiedlichen Querschnitten; 

Figur 3a zeigt schematisch eine Linse mit schlitzf ormiger 
Ausleuchtung in symmetrischer Fassung mit einem 
Kuhlkorper von nicht rotationssymmetrischer Form.; 

Figur 3b zeigt einen Schnitt A-A* von Figur 3a; 

Figur 3c zeigt einen Schnitt B-B von Figur 3b; 



Figur 4 zeigt schematisch im Querschnitt eine Variante mit 
Kiihllasche und WSrmeleitkabel ; 



Figur 5a 



zeigt ein FEM-Modell mit symmetrisch angeordneten 
gleichen Kuhlkorpern; 



Figur 5b zeigt dazu schematisch einen Querschnitt; 

zeigt ein gleichartiges FEM-Modell wie Figur 5a, :bei 
dem die Kuhlkorper nach Lage, GroSe und Material 
variiert sind; 

zeigt eine Variante mit einem Kuhlkorper mit 
temperaturinduzierter Veranderung der Kuhlwirkung; 

zeigt im schematischen Schnitt einen Spiegel mit 
durch Stege aus verschiedenen Materialien bewirkter 
unterschiedlicher Kiihlung; und 

zeigt schematisch die Ubersicht einer Projektions- 
belichtungsanlage . 

Die Anordnung der Figur 1 zeigt eine Linsenf assung 2, in der 
eine Linse 1 durch eine. Vielzahl von Stegen 21-28 (gezeigt sind 
acht) weitestgehend spannungsf rei und exakt lagefixiert 
gehalten ist. Die Stege 21-28 (Speichen, Laschen) sind mit dem 
Rand der Linse 1 verklebt oder durch andere Fugeverf ahren 
verbunden. 

In einem schlitzf ormigen Querschnitt 10 wird die Linse 1 
ausgeleuchtet . Gerade bei Projektionsbelichtungsanlagen, die im 
UV- und DUV-Bereich arbeiten, ist das Problem, daS die Linsen- 
werkstof f e erhebliche Absorption aufweisen und in Folge also im 
Querschnitt 10 eine erhebliche Warmezufuhr erf olgt . Die damit 
verbundene Temperaturerhohung bewirkt eine Anderung des 
Brechungsindex und durch die Warmeausdehnung zusatzlich eine 
Deformation. Insgesamt ergibt sich eine Veranderung der Linsen- 
wirkung mit astigmatischer Wirkung. 

Die Kuhlung erfolgt nur zu einem geringen Teil iiber das 
Umgebungsgas (bei Pro j ektionsbelicht'ungsanlagen in der Regel 
Helium) und durch Warmestrahlung . Primar wird die Warme iiber 
den Linsenkorper 1, die Fiigesteile (Klebung) und das Gas in der 



Figur 6 



Figur 7 



Figur 6 



Figur 9 



Umgebung der Fugestelle und die Stege 21-28 auf die Fassung 2 
abgefiihrt. 

Erf indungsgemaS sind nun die Stege 21-28 in diesem Beispiel aus 
verschiedenen Materialien ausgefiihrt, womit sie unterschied- 
liche Warmeleitfahigkeit aufweisen. Beispielsweise sind die dem 
schlitzformigen Querschnitt 10 nachstgelegenen Stege 21, 25 aus 
Silber mit sehr guter Warmeleitfahigkeit, die entf erntesten 23, 
27 aus Blei mit geringer Warmeleitfahigkeit und die. dazwischeh- 
liegenden Stege 22, 24, 26, 28 aus Aluminium mit mittlerer 
Warmeleitfahigkeit. Die Temperaturverteilung in der Linse 1 
wird also zwischen den Stegen 21, 23 relativ abgesenkt und 
zwischen den Stegen 23 , 27 relativ angehoben, wodurch sich ,eine 
- zumindest teilweise - Homogenisierung und Symmetrisierung der 
Temperaturverteilung und eine reduzierte Storung der optischen 
Eigenschaf ten 1 der Linse 1 ergibt . 

In der Praxis sind auch weitere Eigenschaf ten der fur die Stege 
21-28 verwendeten Materialien, wie ihre Festigkeit, , 
Elastizitat, Warmeausdehnung zu . beriicksichtigen . Simulations - 
rechnungen fur die mechanischen, thermischen und optischen 
Eigenschaf ten unter Nutzung der Finite Elemente Methode 
ermoglichen hier eine optimierte Auswahl und Ausfiihrung der 
Anordnung . 

Eine Alternative, die sich aber auch zur Kombination mit oben 
genanntem Beispiel eignet, gibt Figur 2 wieder. Hier sind Linse 
1 und Fassung 2 uber Stege 211 bis 214 (vier Stuck nur zur 
klaren Darstellung, in der Praxis mehr) mit unterschiedlichem 
Querschnitt und dadurch unterschiedlicher Warmeleitung 
verbunden. Unterschiedliche mechanische Eigenschaf ten sind 
dadurch unterbunden, daB jeder Steg 211 bis 214 gleichartige 
Federgelenke 221 bis 224 aufweist. Die Warmeleitung uber die 
danebenliegenden schmalen Spalte (es werden nur minimale 
Beweglichkeiten der Gelenke benotigt) erfolgt hinreichend 
wirksam durch das Fiillgas (Hel-ium) oder durch ein parallel 
geschaltetes flexibles Metallkabel (Litze) (vgl . Fig. 6b). 
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Auch hier wird die genaue Kombination mit Unterstiitzung von 
Simulationsrechnungen festgelegt. Die Kombination mit der 
Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe, wie in Figur 1 
dargestellt, erof'fnet erweiterte Anpassungsmoglichkeiten . 

Weiter ist in dieser Figur 2 eine "Dipol " -Ausleuchtung der 
Linse mit zwei auSermittigen Lichtf lecken 101, 102 dargestellt, 
wie sie im Bereich der Blendenebene und aquivalenter Ebenen von 
Projektionsbelichtungssystemen mit symmetrischer schiefer 
Beleuchtung vorkommt . Auch" damit ergeben sich astigmat ische . 
Fehler durch die Lichtabsorption, die durch die passiy T 
kompensierende Kuhlung vermindert werden konnen. 

Figur 3a-c zeigt eine Variante der Erf indung . mit einem 
zusatzlichen, nur fur die ausgleichende Kuhlung vorgesehenen, 
warmeleitenden Element 3. 

Linse 1 und Fassung 2 sind dabei beispielsweise mit 
gleichmafiigen Stegen oder. mit selektiv kuhlenden Stegen 21-28 
nach Figur 1 oder 2 verbunden. Jede andere Fassungstechnik ist 
gleichermaSen anwendbar . 

Das warmeleitende Element 3 ist mit der Fassung 2 gut warme- 
leitend fest verbunden und iiberdeckt Teile der Linse 1,. welche, 
nicht vom Licht durchdrungen werden, also auSerhalb der auch 
hier als Schlitz dargestellten ausgeleucphteten Flache 10. 

Diese Uberdeckung erfolgt vorzugsweise beriihrungsf rei / etwa mit 
einem Abstand von rund 0,1 mm, so da6 unter Vermittlung des 
Fiillgases eine gute Warmeiibertragung gewahrleistet ist., 
zugleich aber keine Spannungen in die Linse 1 eingetragen 
werden konnen. Bessere Warmeleitung ergibt sich naturlich, wenh 
der Spalt zwischen Linse 1 und warmeleitendem Element 3 mit 
Kleber, einem Gel, Flussigkristallen oder ahnlichem, moglichst 
wenig Spannung iibertragendem Material, ausgefullt wird. 

Die Warmeleitung und deren lokale Verteilung wird . durch die 
Form des warmeleitenden Teils 3 eingestellt - Figur 3b zeigt, 
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wie das Teil 3 bis nahe an den ausgeleuchteten Bereich 10 in 
der Richtung A-A der Lange des Schlitzes reicht, und Figur 3c 
zeigt, daS in der- Querrichtung B-B der Abstand groS gehalten 
ist. 

Mit der in Figur 3a gezeigten Ausfiihrung des warmeleitenden 
Elements 3 mit einer Mehrzahl von Fingern oder Speichen kann 
auch deren Breite, Form und Verteilung zur Einstellung der. 
Warmeleitung herangezogen werden. Auch bei Ausfiihrung als 
durchgehende Scheibe bzw. Lochblende kann die Dicke des warme-. 
leitenden Elements ortlich verschieden ausgefuhrt werden. Auch. 
ist es .moglich", die einzelnen Finger analog zu den Stegen 21-28 
nach Figur 1 aus verschieden warmeleitenden Materialien zu 
machen. Naturlich kann das warmeleitende Element 3 auch 
beidseitig an der Linse. 1 angeordnet werden. 

Fig. 4 zeigt in einer Fig. 3b entsprechenden Darstellung eine 
Moglichkeit, wie das Kiihlelement 3 in stoff- oder form- 
schliissigen Kontakt zur Linse 1 gebracht werden kann, ohne dafi 
die mechanischen Eigenschaf ten der Fassung 2 und der 
Verbindungsteile 21 gestort werden. Das Kiihlelement 3 wird dazu 
mit einem flexiblen warmeleitenden Kabei 30 ausgestattet - z.B. 
einer Kupferlitze - und an eine Warmesenke 20 angeschlossen. 

Figur 5a zeigt in Aufsicht das Finite-Elemente-Modell eines 
"Quadranten einer Linse 1 aus Quarzglas (Mittendicke 14,4 mm, 
oberer Krummungs radius 1600 mm,, unterer Kriimmungs radius 220 mm 
- bikonvex -, Durchmesser 160 mm). Acht massive Laschen (51, 
52, 53) aus Aluminium sind gleichmafiig verteilt in der aus. dem 
Schnitt Figur 5b erkennbaren Weise an der Linse. 1 angeordnet. 
Sie sind 3 0 mm breit, iiber der Linse 2 mm dick und radial 6 mm 
uberdeckend, auSerhalb sind sie nochmals radial 8 mm lang in 
4 mm Dicke. Am Aufienrand sind sie auf Basistemperatur gehalten, 
z.B. durch flexible warmeleitende Litzen 50. 

Auf der gezeigten Oberflache der Linse 1 wird in dem Bereich 4, 
der etwa ein Rechteck annahert in der gewahlten Element- 
aufteilung, wird eine Warmeeintragung durch Lichtabsorption von 
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1 W/cm 2 angesetzt. Die" Temperaturerhohung im Mittelpunkt 
erreicht dann 7,6 Miliigrad. Eingezeichnet sind die Isothermen 
0,1 bis 0,9, welche den Verlauf der Linien mit dem 
entsprechenden Bruchteil dieser Temperaturerhohung anzeigen. 
Bei hoherem Warmeeintrag skaliert die Temperaturerhohung in 
weiten Bereichen linear. 

Ganz of f ensichtlich ist bei dieser dem Stand der Technik 
zuzurechnenden Ausfiihrung mit symmetrischer Kiihlanordnung die 
erreichte Temperaturverteilung stark unsymmetrisch iiber die 

r 

ganze Linse verteilt. ; 

Bei der erf indungsgemaSen Ausfiihrung, die in Figur 6 
dargestellt ist, sind. die auf der Y-Achse liegenden Kiihllaschen 
entf alien. Die auf der X-Achse liegenden Kiihllaschen 510 sind 
in der Breite verdoppelt und zusatzlich aus dem besser warme- 
leitenden Silber gefertigt. Die Laschen 52 dazwischen bleiben 
unverandert, ebenso wie die Warmezufuhr im Bereich 4. 

Damit wird nun die Temperaturerhohung am Mittelpunkt 9,2 
Miliigrad. Die Isothermen sind* bis etwa zum 0,7-fachen der 
maximalen Temperaturerhohung und zum halben Linsendurchmesser 
jetzt gut rotationssymmetrisch. 

Die mechanische Fassung der Linse 1 kann entweder durch die 
Kiihllaschen 510, 52 erfolgen, oder es ist eine beliebige 
Fassungstechnik vorgesehen, die vorzugsweise vergleichsweise 
geringe Warmeleitung aufweist. 

Figur 7 zeigt eine Variante ahnlich Figur 3a-c, bei der die . 
Finger 31, 32 des warmeleitenden Elements aus Bimetall - zwei 
Lagen Material mit verschiedener Warmeausdehnung - ausgefuhrt 
sind. Links im Bild ist bei der niedrigen Temperatur t x der 
Bimetallstreif en 31 von der Linse 1 weggebogen, er kann nur 
wenig Warme aufnehmen. Rechts im Bild bei der hoheren 
Temperatur t 2 ist der Bimetallstreif en 32 gestreckt und liegt 
in geringem Abstand zur Linse 1 , . so daS-er viel Warme abfuhren , 
kann. 
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AuSer bei den in den yorangegangenen Beispielen gezeigten 
Linsen kann die Er;findung natiirlich. auch bei prismatischen 
Teilen, bei Gittern oder Spiegeln angewendet werden, eben alien 
urigleichmaSig warmebelasteten optischen Bauteilen. 

Figur 8 zeigt eine speziell auf einen Spiegel 6 adaptierte 
Ausfuhrung. Der Spiegel 6 ist auf einer Halterung 7 iiber auf 
seiner Riickseite verteilte Stutzeri 71 bis 77 - einzelne Stege 
oder Stutzringe - abgestiitzt. 

Uber ihre Verteilung auf der Riickseite des Spiegels 6, ihre 
Form sowie iiber die spezifische Warmeleitf ahigkeit ihres 
Materials (z.B. in der Mltte 74 aus Silber, am Rand 72, 76 aus 
Blei, sonst (73, 75) Aluminium und der AuSenrand 71, 77 aus 
Zerodur) wird die Kiihlwirkung nach Bedarf eingestellt, in 
Anpassung an die ausgeleuchtete* Flache 10. 

Die unterschiedliche Warmeausdehnung der Materialien fiir die 
Stiitzen 71-77 kann ebenfalls gezielt ausgenutzt werden, um 
Deformationen des Spiegels 6 aufgrund der Erwarmung zu 
kompensieren, oder aber auch gezielt herbeizuf iihren . Im 
letzteren Fall konnen dann Storungen anderer bptischer 
Elemente, die in einem System mit dem Spiegel 6 zusammenwirken, 
kompensiert werden. - , 

Figur 9 zeigt das komplette optische System einer Projektions- 
belichtungsanlage der Mikrolithographie im schematisierten 
Uberblick. Ein DUV-Excimer-Laser dient als . Lichtquelle 61 . Eine 
strahlf ormende Optik 6*2 mit Zoom-Axicon-Obj ektiv 63, wahlweise 
einer Blende 64 (wechselbar, konventionelle / Ringapertur, 
Dipol-, Quadrupol-Apertur) und einem homogenisierenden Qiiarz- 
stab 65 leuchtet die REMA- Blende 66 homogen aus, die durch das. 
folgende REMA-Obj ektiv 67 als scharf berandeter .homogener< 
Leuchtfleck, insbesondere als schmaler Scan-Schlitz , auf die 
Maske 6 8 abgebildet wird. 
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Das folgencie verkleinerncie Projektionsobjektiv 69 bildet die 
Maske 68 auf dem Wafer 70 ab. Die feldnahen Lihsen 671 und 672 
des REMA-Objektivs 67 und 692 des Proj ektionsobj ektivs 69 sind 
nun bevorzugte opt ische Elements , an denen die erf indungsgemaSe 
Ktihlung eingesetzt wird. Diese Kuhlung reduziert die bei einem 
Scanner, bei dem Maske 6 8 und Wafer 70 synchron gescannt 
werden, aufgrund des schmalen schlitzf ormigen ausgeleuchteten 
Feldes entstehenden Abbildungsf ehler . 

Die Linse 691 ist nachst der Aperturblende 690 des Projektions- 
objektivs 69 angeordnet . Sie wird diurch besondere Beleuchtungs- 
arten, z.B. Dipol -Apertur , besonders belastet (vgl. Figur 2). 
Durch die erf indungsgemaSe asymmetrische Kuhlung kann jedoch 
auch diese. Storung reduziert werden. 

Es ist klar, dafi die Beschreibung der Figuren nur Beispiele fur 
die in den Anspriichen definierte Erfindung wiedergibt . 
Insbesondere . sind vielfaltige Kombinationen der beschriebenen • 
Merkmale erf indungsgemaS moglich und die Kuhlung kann auch 
verstellbar ausgefiihrt werden, urn zu justieren, an 
Veranderungen anzupassen usw. . 



Patentanspriiche : 

1. Optische Anordnung mit einer Lichtquelle (61) und einem 
optischen Element (671, 672, 691; 1), das' in einer Fassung 
(2) befestigt ist, wobei die Lichtquelle (61) Strahlung 
emittiert und das optische Element (671, 672, 691; 1) 
damit beaufschlagt wird derart, dafi eine Warmezufuhr 
erfolgt, 'die keine der Form des optischen Elements (671, 
672, 691; 1) entsprechende Symmetrie auf weist , dadurch 
gekennzeichnet ,. da£ zwischen optischem Element (1) und 

. Fassung (2) e-ine Verbindungsstruktur (21-28) vorgesehen 
ist, die eine nicht der Form des optischen Elements (1) 
■ entsprechende Symmetrie aufweist und eine zumindest 
teilweise Homogenisierung der Temperaturverteilung im 
optischen Element (1) bewirkt. 

2. Optische Anordnung mit einer Lichtquelle (61) -und einem 
optischen Element (1) , das in einer Fassung (.2) befestigt 
ist, wobei die Lichtquelle (61) .Strahlung emittiert und 
das optische Element (1) damit beaufschlagt wird derart, 
dafi eine Warmezufuhr erfolgt, die keine der Form des 
optischen Elements (1) entsprechende Symmetrie aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dafi ein ein- oder mehrteiliges 
•warmeleitendes • Element (21-28, 211-214 , 3 h in 
Wirkverbindung mit dem optischen Element (1) und der 
Fassung (2) angeordnet ist, das eine Form des 
WarmetransportS' auf weist , die eine zumindest teilweise 
Kompensation der Asymmetrie der Temperaturverteilung im 
optischen Element (1) bewirkt. . ' 

3. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit 
einem optischen Element (1) , das durch Strahlung nicht 
rotationssymmetrisch beheizt wird, und einer nicht 
rotationssymmetrischen Kiihlung (21-28, 211-214, 3) des 
optischen Elements (1) , dadurch gekennzeichnet, daS die 
Kuhlung durch' passive warmeleitende Einrichtungen (21-28,. 
211-214, 3) bewirkt wird. ' 
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Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit 
einem optischen Element (1) , das durch Strahlung nicht 
rotationssymmetrisch beheizt wird, dadurch gekennzeichnet, 
daS mindestens ein Teil (3) in thermischem. Kontakt zum 
optischen Element (1) steht, einen Teil des nicht von der 
Strahlung beriihrten Querschnitts des optischen Elements 
(1) abdeckt, und Temperaturgradienten im optischen Element 
(1) reduzlert. 

Optische Anordnung oder Proj ektionsbelichtungsanlage, nach 
mindestens einem der Anspriiche 1-4, dadurch. gekenn- 
zeichnet, daS das optische Element (1) ein 
transmittierendes Element, insbesondere' eine Linse (1) 
ist.' 

Optische Anordnung oder Projektionsbelichtungsanlage nach 
mindestens einem der Anspriiche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das optische Element ein Spiegel (6) 
ist. ^ 

Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der 
Anspriiche 3-6, dadurch gekennzeichnet, dafi das Bildfeld 
(10) schlitzf ormig ist. 

Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der 
Anspriiche 6-7, dadurch gekennzeichnet, da£ das optische 
Element (671, 672, 692) nahe einer Feldebene angeordnet 
ist. 

Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der 
Anspriiche 3-6, dadurch gekennzeichnet, daiS die Beleuchtung 
des Retikels nicht rotationssymmetrisch ist, insbesondere 
vom Typ der schiefen, der Dipol-, oder Quadrupol- 
Beleuchtung ist. 

Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, date das optische Element (691) nahe einer 
Pupillenebene (690) angeordnet ist. 

11, 



11. Optische Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Verbindungsstruktur (21-28, 211-214) aus 
Teilen aufgebaut ist, die aus verschiedenen Materialien 
bestehen. 

12. Optische Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet , . da£ das warmeleitende Element aus Teilen aus 
verschiedenem Material zusammengesetzt ist. 

13. Proj ektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet , dafi die warmeleitenden Einrichtungen aus 
Teilen aus verschiedenem Material bestehen. 

14. Proj ektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daS das oder die in thermischem Kontakt 
stehenden Teile (3, 31, 32) aus mehreren verschiedenen 
Materialien bestehen. 

15. Optische Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daiS die Verbindungsstruktur (211-214) 
verstellbare Teile (221-224) aufweis.t. 

16. Optische Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das warmeleitende Element (31, 32) 
verstellbar ist. 

17. Proj ektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daS die warmeleitenden Einrichtungen 
verstellbare Teile aufweisen. 

18. Proj ektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daS das oder die in thermischem Kontakt 
stehenden Teile (31, 32) zumindest teilweise verstellbar 
sind. 

19. Optische Anordnung mit eirier Lichtquelle (61) und 
mindestens. einem optischen Element (1) , dadurch 
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gekennzeichnet ; , daS eine passive Kompensation von durch 

— 'i 

die Strahlung der Lichtquelle (61) verursachten nicht 
rotationssymmetrischen thermischen Effekten vorhanden ist 

Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit 
einem optischen Element (1),. das durch Strahlung beheizt 
wird, und einer nicht rotationssymmetrischen Kiihlung 
(21-28, 211-214, 3) des optischen Elements (19, dadurch 
gekennzeichnet , daS die Kiihlung durch passive warme- 
leitende Einrichtungen (21-28, 211-214, 3) bewirkt wird. 



Zusammenf assung : 

Qptische Anordnuncr und Proi ektionsbelichtungsanlaae der 
Mikrolithacrraohie mit passiver thermischer Kompensation 
(Fig. 1) 

* ■ 
Optische Anordnung mit einer Lichtquelle (61) und einem 
optischen Element (671, 672, 691; 1), das in einer Fassung (2)' 
befestigt ist, wobei die Lichtquelle (61) Strahlung emittiert 
und das optische Element (671, 672, 691; 1) damit beaufschlagt 
wird derart, da£ eine Warmezufuhr erfolgt, die keine der Form 
des optischen Elements (671, 672, 691; 1) entsprechende 
Symmetrie aufweist, wobei zwischen optischem Element (1) und 
Fassung (2) eine Verbindungsstruktur (21-28) vorgesehen ist, 
die eine nicht der Form des optischen Elements (1) 
entsprechende Symmetrie aufweist und eine zumindest teilweise 
Homogenisierung der Temperaturverteilung im optischen Element 
(1) bewirkt . 
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